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Abstract (en)
[origin: WO9102738A1] The invention relates to a process for preparing aryl ester amides of phosphonous acid of formula (I), where R<1> is either
a univalent residue which stands for certain aromatic hydrocarbon residues that may carry substituents, or a divalent residue which stands for a
phenylene, naphthylene or biphenyl residue that may carry non-aromatic hydrocarbon residues as substituents, R<2> is a non-aromatic HCR, aryl
or possibly substituted aryl methyl residue, R<3> stands for hydrogen, alkoxy or alkylthio or a group mentioned under R<2>, and n = 1 or 2. A
halide R<1>(-X)n, where R<1> and n have the above-mentioned meaning and X is a halogen with an atomic weight of at least 35, is reacted with
magnesium to form the corresponding Grignard compounds R<1>(mgX)n, which are then reacted with aryl ester amide halides of phosphonous
acid of formula (II), where R<2> to R<5> have the above-mentioned meaning and X is chlorine or bromine, to form the ester amides of phosphonous
acid (I). The invention also relates to certain compounds of formulae (I) and (II), to a process for preparing compounds of formula (II), the use of
compounds of formula (I) as such or in combination with a phenolic antioxidant to stabilize plastics, as well as the plastic moulding materials so
stabilized.

Abstract (fr)
Procédé de préparation d'aryl ester amides d'acide phosphonique de la formule (I), où R1 est soit un résidu univalent représentant certains
résidus d'hydrocarbures aromatiques pouvant comporter des substituants, soit un résidu divalent représentant un résidu de phénylène, naphtylène
biphényle pouvant comporter à titre de substituants des résidus d'hydrocarbures aromatiques; R2 est un résidu d'hydrocarbures non aromatiques,
aryl ou un résidu d'aryl méthyle éventuellement substitué; R3 est l'hydrogène, alkoxy ou alkylthio ou un groupe mentionné sous R2, et n = 1 ou 2.
Un halogénure R1(-X)n, où R1 et n ont la signification ci-dessus et X est un halogène ayant un poids atomique d'au moins 35, est mis en réaction
avec du magnésium pour obtenir les composés Grignard correspondants R1(MgX)n, qui sont ensuite mis en réaction avec des halogénures d'aryl
ester amide d'acide phosphonique de la formule (II), où R2 à R5 ont la signification ci-dessus et X est le chlore ou le brome, afin d'obtenir les
ester amides d'acide phosphonique (I). L'invention concerne également certains composés des formules (I) et (II), un procédé de préparation de
composés de la formule (II), l'utilisation des composés de la formule (I), en tant que tels ou en association avec un antioxidant phénolique afin de
stabiliser les matières plastiques, ainsi que les matières plastiques moulées ainsi stabilisées.
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